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Light Emission Properties of TiO, Thin Film Prepared by R.F. Magnhetron Sputtering
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	薄膜の作成過程でプラズマにばく露したTiO2ターゲット粉末を採取し、表面のPL測定を行った。その結果、波長490nmにピークを有する可視発光及び波長830nmにピークを有する微弱な赤外発光が得られた。この赤外発光は、TiO2中の酸素空孔が関係していると考えていることから、TiO2粉末が真空中でプラズマにばく露したことにより、酸素空孔が増加し赤外発光を示したものと考えられる。ルチル型TiO2の割合が最大化した0.10Paの薄膜に逆スパッタリングをすることで酸素空孔を導入し、赤外発光の観測を目指す。

